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Optyka

Systemy ultradzwiekowe do dokladnego czyszczenia optyki
precyzyjnej, mikrooptyki i optyki na podczerwien

m Modulowe i niestandardowe systemy ultradzwigkowe do czyszczenia
przygotowujacego do kontroli, powlekania, a takze do obrébki i montazu

“ Dopasowane urzadzenia peryferyjne i rozbudowane akcesoria

u Ultradzwiekowe urzadzenia seryjne z nowoczesng technologia
wieloczestotliwosciows

= Efektywna chemia czyszczaca Elmy zoptymalizowana do czyszczenia optyki

www.elma-ultrasonic.com



Przeglad technologii ultradZzwiekowe;j

Wymagania klienta

Etap czyszczenia (gotowo$¢ do kontroli i/ lub powlekania)
Proces czyszczenia jest znany Proces czyszczenia nie jest
dla rodzaju szkta znany dla rodzaju szkta
System czyszczacy Proces z chemig Elma
W zalezno$ci od wymaganego procesu (wodny W laboratorium Elmy
potwodny lub w potgczeniu z wspdlnie opracowujemy
rozpuszczalnikiem), wymagan dotyczgcych indywidualne rozwigzania
czystosci procesowe z udziatem
i wymaganej przepustowosci naszych wiasnych
Elma oferuje odpowiedni system srodkéw czyszczacych.
lub odpowiednie urzgdzenie

Zalety technologii czyszczenia Elma:

Mozliwos¢ walidacji urzadzen i systeméw w Laboratorium w celu optymalnego rozwigzania procesowego
zaleznosci od rodzaju szkta i przepustowosci Dopasowana chemia czyszczaca wlasnego patentu i produkcji

Systemy ultradZzwiekowe z technologig multiczestotliwosci Systemy Serwis posprzedaiowy w Europie USA i AZji
pomiarowe w celu zapewnienia jakoéci i Optymalizacji proceséw

Przyklad indywidualnie dostosowanego ultradzwi¢ckowego systemu czyszczacego dla optyki precyzyjnej
STC 300/300/400/10
System z robotem w celu czyszczenia przygotowujacego do powlekania - soczewki do endoskopow.

Zanieczyszczenie:  kurz, odciski palcow,
pozostatosci powlok ochronnych
Wrynik czyszczenia: konicowe czyszczenie przed montazem

Procedura: pélwodna z suszeniem wirowym
Chemia czyszczaca: NEP i Elma Clean

Wydajnos¢: 10 partii/ dzien

Transport: robot w napedzie rotacyjnym

Peryferia: system cyrkulacji czystej wody ,

Cechy szczegOlne:  System zrobotyzowany z
napedem rotacyjnym do
transportu okragtych produktéw,
przenoszenie ich przez komory
procesowe lub w celu suszenia za
pomoca technologii wirowania.




Roboty Elmy STC i linie MTC ze zloZonym systemem transportujacym
Linie czyszczace na wymiar

Zaréwno systemy Elma STC, jak i MTC sg dostepne w réznych
rozmiarach zbiornikdw i s3 przystosowane do wysokiej
przepustowosci z bardzo wysokimi wymaganiami czystosci.

= Procedury z wieloma opcjami wybieranymi indywidualnie, w
zaleznosci od wymogow czyszczenia, materiatow i
czyszczonego przedmiotu

= Roézne systemy suszenia (cieple powietrze, suszarka
przeplywowa, suszarka IR lub prézniowa)

» Systemy mozna fatwo rozszerza¢ za pomoca akcesoriow
(zaladunek i roztadunek, zatadunek na mokro itp.)

= Opcjonalne przygotowanie kapieli - urzadzenia peryferyjne
(systemy pomp filtracyjnych, separatory oleju, systemy
oczyszczania wody)

= Monitorowanie produkgcji za pomoca rejestratora danych i
czujnikow z certyfikatami kalibracji dla potwierdzenia statej
jakosci produktu

= Sterowanie przemystowym PC z intuicyjna wizualizacja

= Opcja zdalnego sterowania i konserwacji

= Opcjonalne polaczenie z systemem MES lub systemami IT
klienta

= Opcjonalne zastosowanie skanera kodow kreskowych/
matryc danych lub systeméw RFID

Linie czyszczace dopasowane do indywidualnych
potrzeb

Wspdlnie z naszymi klientami pracujemy nad tym, aby
znalez¢ wlasciwe rozwigzanie i jako kompetentny partner
niezawodnie pomagamy od przeprowadzenia testu
czyszczenia w naszym laboratorium po opracowanie
procesu czyszczenia i planowanie linii az do
uruchomienia, a nastepnie konserwacji.

Indywidualnos¢ i standaryzacja nie wykluczajg si¢ wzajemnie w
liniach Elmy. Mozliwe jest zatem réwniez zintegrowanie
znormalizowanych urzadzen peryferyjnych, takich jak
separatory oleju, aby przedtuzy¢ zywotnos¢ kapieli czyszczacej,
pomp filtrujacych i instalacji do uzdatniania wody DI (VE) w
systemach/ liniach czyszczacych.
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xtra line 2

THE FUTURE OF CLEANING

Koncepcja systemu modulowego linii

czyszczacej xtra line 2 xtra line 2
sktada  sie¢  ze  standardowych

komponentéw ) )

- urzgdzen ultradzwiekowych, L b

systemOw transportowych,

obudowy, az po urzadzenia peryferyjne.
Dla mniejszych ilosci jest odpowiedni
system manualny - xtra line 2 EASY.
Jesli pojemnos¢ systemu stanie si¢ za
mala, system ze wzgledu na budowe
modulowag mozna w kazdej chwili
przedluzy¢ lub rozbudowaé¢ o rdzne
elementy peryferyjne.

W ten sposéb systemy mozna szybko i
tatwo dostosowa¢ do nowych wymagan
czyszczenia oraz je wyposazyc.

xtra line 2 EASY z manualnym sptukiwaniem

» Multiczestotliwos¢ 25/45 kHz lub 37/130 kHz

= Funkcja Sweep - cel: rownomierne wyniki czyszczenia
= Funkcja Degas do szybkiego odgazowania §wiezego
plynu czyszczacego

Funkcja Pulse w celu podwyzszenia wydajnosci w
przypadku trudnych zadan czyszczenia

Do dokladnego i precyzyjnego czyszczenia w wersji
»precision“ z zaokraglonymi krawedziami wanny,
specjalng powierzchnig i orurowaniem

“ Opcjonalnie rowniez z ultradZzwiekami z boku

= Rodzne systemy suszenia do réznych wymagan materiatu

ERSs

Manualne i pétautomatyczne
ultradzwiekowe linie czyszczace

Kompaktowy design linii z matym zapotrzebowaniem
na miejsce i tatwymi do czyszczenia powierzchniami
Odpowiednie akcesoria, jak kosze, pokrywy lub
miejsce do splukiwania i urzadzenia peryferyjne, jak
separator oleju i jednostki dozujace, ktére mozna
zintegrowac rowniez w pdzniejszym czasie
Urzadzenia seryjne z zintegrowana wanna
Niezwykle tatwa w obstudze i konserwacji
dzieki kompaktowej koncepcji systemu z tatwo
dostepnymi i szybko wymiennymi komponentami
Latwy w doposazeniu do automatycznego systemu
czyszczenia
Koncepcja systemu o wysokiej efektywnosci
SEIrTil

xtra line 2

SEMI xtra line 2 rozszerzona

do pétautomatycznego
systemu obslugi moze
transportowa¢  z  latwoscig

takze ciezkie elementy z wanny
do wanny.

Obstuga systemu jest przyjazna
dla uzytkownika i
ergonomiczna.

Podawanie  towaréw  do
systemu czyszczacego moze
odbywa¢ si¢ za pomoca
opcjonalnego wodzka.

xtra line 2 SEMI ze stacjg zatadowczg i roztadowczg




xtra line 2

THE FUTURE OF CLEANING

Xtra line 2 dzieki modulowej koncepcji systemu (system
modutowy) zaprojektowana do precyzyjnego czyszczenia
optyki precyzyjnej jest elastyczna i ma mozliwosé
rozbudowy.

Systemy czyszczace sg dostepne z czestotliwoscig 25/45 kHz
lub 37/130 kHz. Roéine rozmiary wanny mozna latwo
zamiesci¢ w linii i w ten sposob zaprojektowa¢ indywidualne
systemy. W wersji "precyzyjnej" do doktadnego czyszczenia
wanny posiadaja elektropolerowane powierzchnie, sa
wyposazone w okragle narozniki i specjalne orurowanie.

QLT O
xtra line 2

xtra line 2 AUTO z
robotem
transportowym i
tasmami
transportowymi w celu
zoptymalizowania
przepustowosci.
Sterowanie IPC w celu
niezawodnych
proceséw

i powtarzalnej jakosci
czyszczenia.

» Opcjonalnie réwniez z ultradzwiekami z boku

» Funkgcje, ktore mozna aktywowac: Pulse, Sweep i Degas

" W wersji "precyzyjnej" z zaokraglonymi rantami wanny,
elektropolerowang powierzchniag wanny i specjalnie
zaprojektowanemu orurowaniu w celu optymalnego
odprowadzania cieczy

# Produkcja monitorowana za pomocag rejestratora
danych, a takze OEE, analizy trendéw i zarzadzania
energia

" Opcjonalne zastosowanie manualnego lub
automatycznego skanera kodéw kreskowych/ skaneréw
macierzy danych lub systeméw RFID

RAUTO+
xtra line 2

W pelni zautomatyzowana i
zabudowana linia czyszczaca

Kompaktowa, zamknieta konstrukcja umozliwia fatwa
konserwacje systemu. Urzadzenia peryferyjne do
pielegnacji kapieli, jak np. agregaty filtrujace, s3
pozycjonowane w linii w taki sposob, aby oszczedzac
miejsce. Zdejmowane tylne panele umozliwiajg szybka i
sprawng konserwacj¢ oraz serwis linii xtra 2.

Wszystkie urzadzenia i linie s3 przygotowane do
rozbudowy i zréinicowanych akcesoriow. Urzadzenia
peryferyjne moga by¢ zainstalowane réwniez w
pdzniejszym czasie, aby mdc elastycznie si¢ dopasowac do
zmie@ipnych wymagan procesu produkcyjnego.

W Zautomatyzowane systemy posiadajg tygodniowy
Timer, aby automatycznie uruchomiac¢ i wylacza¢
system

» Wanny czyszczace polaczone kaskadowo, w celu
wielokrotnego wykorzystania wody i zmniejszenia jej
zuzycia

" Podtaczenie do MES lub systemu IT klienta

“ Przyjazna dla uzytkownika wizualizacja sterowania
bazujacego na IPC za pomocg panelu dotykowego

xtra linia 2 AUTO + obudowa i przeplyw laminarny, aby spetni¢ wysokie wymagania odnosnie czystosci, w celu redukcji
hatasu oraz jako punkt styku z czystym pomieszczeniem.




Praktyczne akcesoria i urzadzenia peryferyjne

Indywidualne kosze i Pielegnacja kapieli Systemy
wklady przygotowujace wode

Wedlug zapotrzebowania oraz Separator oleju Systemy do zmiekczania wody

zadania czyszczenia pompy filtrujace do systemy re-osmozy
standardowe lub ;) cl?;lszczama powierzchni systemy recyrkulacji
ub dna
zaprojektowane na wymiar
Automatyczne Obracanie/ rotacja

jednostki dozujace

GONCEPTS

= ammung
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Dozowanie $rodkéw czyszczacych: Obracanie czyszczonych przedmiotéow
wolumetryczny rotacja
bazujacy na zalecanych rotowanie poziome i pionowe
wielkosciach kosze obrotowe
pomiar surfaktantow

Ultrasonics.Steam. Ultraclean.



Chemia czyszczaca dla optyki precyzyjnej

Zastosowanie

Rodzaj czesci Zanieczyszczenie

Poprzedni proces

Wartos¢ ph i
propozycja dozowania

EC 275 d&s

EC 270 d&s

EC 260 d&s

EC 290 tf
(bez surfaktantow)

Do czyszczenia ultradzwigkowego,
zanurzeniowego i natryskowego; oparte na
KOH, gléwnie demulgujace.

Do czyszczenia ultradzwigkowego,
zanurzeniowego i natryskowego; oparte na
KOH, gléwnie demulgujace.

Do czyszczenia ultradzwigkowego,

zanurzeniowego i natryskowego;

gloéwnie demulgujace.

Bez uzycia $rodkéw powierzchniowo

czynnych, specjalnie do czyszczenia:
Ttradiwick - A

8

8
natryskowego; demulgujace.

$7kla odporne na alkalia Lakier ochronny na bazie kalafonii, pozostatosci

kitu, pozostatosci $rodkow szlifierskich o
polerskich, odciski palcow, kurz.

Slady farby ochronnej na bazie kalafonii i kit,

:’Z:;;a;]::;sx;a lkalia pozostatoéci po srodkach szlifierskich i
polerskich, odciski palcow, kurz.

Bardzo Slady farby ochronnej na bazie kalafonii,

szkla wrazliwe na alkalia ~ kit, reszty $rodkéw szlifierskich i polerskich,
mydto wapniowe, odciski palcéw, kurz.

Umiarkowanie Reszty érodkéw szlifierskich i polerskich,

szkla wrazliwe na alkalia mydto wapniowe, odciski palcéw, kurz.

Usuwanie bazujace na
rozpuszczalnikach: powlok
ochronnych, kitu, réznego rodzaju

Kklejow.

Usuwanie na bazie
rozpuszczalnikow:  powlok
ochronnych, kitu i
ewentualnie kleju.

Usuwanie na bazie rozpuszczalnikow:
powlok ochronnych, kitu i ewentualnie
Kkleju.

Usuwanie na bazie
rozpuszczalnikow: powlok ochronnych,
kitu i ewentualnie kleju.

pH:12-12,7
Ultradzwigki/ Zanurzenie 1 - 2%,
Cz. natryskowe: 0,5 - 1%, >55°C
pH:9-10
Ultradzwigki/ Zanurzenie: 1 - 2%,
Cz. natryskowe: 0,5 - 1%, >55°C
pH:7-8
Ultradzwigki/ Zanurzenie: 1 - 2%,
Cz. natryskowe: 0,5 - 1%, >55°C
pH: ~11
0,5-2%

EC 275 d&s

EC 270 d&s

EC 260 d&s

Do czyszczenia ultradzwigkowego,
zanurzeniowego i natryskowego; oparty na
KOH, gléwnie demulgujgcy.

Do A ltradzwiekoweg
zanurzeniowego i natryskowego; oparty na
KOH, gléwnie demulgujacy.

Do czyszczenia ultradzwigkowego,
zanurzeniowego i natryskowego;
glownie demulgujacy.

Szkta odporne na alkalia ,, . . . .2
Zanieczyszczenia z magazynowania, odciski

palcow, kurz

Umiarkowanie Zanieczyszczenia z magazynowania,
szkla nieodporne na alkaliamydto wapniowe, odciski palcow, kurz

Bardzo Zanieczyszczenia z
szkla nieodporne na alkaliamagazynowania, mydto
wapniowe, odciski palcow, kurz

Czyszczenie przygotowujace do kontroli

*! To, czy precyzyjne mineralne szkla optyczne moga by¢ czyszczone za pomoca wody, zalezy od ich odpornosci chemicznej na czysta wodg (etapy plukania) oraz wodne alkaliczne i kwasne roztwory czyszczace.
Te odpornosci s3 podawane np. wg Schott wedtug parametréw, takich jak odpornosé na kwasy (SR, zgodnie z ISO 8424: 1987), alkalia (AR, zgodnie z ISO 10629: 1996) i inne. Np. szkta mineralne o SR> ~ 52.2 wymagajg specjalnych warunkéw podczas
splukiwania czystg woda lub nie mozna ich w niej ptukac. Ponadto nalezy przestrzega¢ wspotczynnika rozszerzalnosci cieplnej dla spadku temperatury pomiedzy etapami procesu (kapiele zanurzeniowe).

pH:12-12,7
Ultrad#wieki/ Zanurzenie: ~1%,
Cz. natryskowe: ~0,5%, >55°C
pH:9-10
Ultradzwieki/ Zanurzenie: ~1%,
Cz. natryskowe: ~0,5%, >55°C
pH:7-8

Ultradzwigki/ Zanurzenie: ~1%,
Cz. natryskowe: ~0,5%, >55°C

EC 275 d&s

EC 270 d&s

EC 260 d&s

Do g
zanurzeniowego i natryskowego; oparty na
KOH, gléwnie demulgujacy.

ol

Do i ultradzwig g
zanurzeniowego i natryskowego; oparty na
KOH, gléwnie demulgujacy.

Do czyszczenia ultradzwigkowego,
zanurzeniowego i natryskowego;
gléwnie demulgujacy.

Reszty $rodkow szlifierskich i polerskich,

& Gk, mydto wapniowe, odciski palcow, kurz.

Si*? i inne umiarkowanie Slady farby ochronnej na bazie kalafonii i
nieodporne na alkalia  kit, reszty $rodkow szlifierskich i
szkta na podczerwienn  polerskich, odciski palcow, kurz.

Al*3, Cu/Ni*?, Ge, Si,
SnS(Cleartran), ZnSe,
AMTRR, CaF,

Slady farby ochronnej na bazie kalafonii i
kit, reszty $rodkow szlifierskich i polerskich,
mydlo wapniowe, odciski palcéw, kurz.

Usuwanie na bazie
rozpuszczalnikéw powtok
ochronnych, kitu, kleju

pH:12-12,7
Ultradzwigki/ Zanurzenie: 1 - 2%,
Cz. natryskowe: 0,5 - 1%, >55°C

pH:9-10
Ultradzwigki/ Zanurzenie: 1- 2%,
Cz. natryskowe: 0,5 - 1%, >55°C

pH:7-8

UltradZwigki/ Zanurzenie: 1- 2%,
Cz. natryskowe: 0,5 - 1%, >55°C

Do czyszczenia ultradzwigkowego, . . R L
EC 275 d&s zanurzeniowego i natryskowego; oparty na 0 CaF, Zanieczyszczenia z magazynowania, odciski
KOH, gléwnie demulgujacy. palcow, kurz.
Si *2 i inne umiarkowanie
D i radzwiek 3 . g o
EC 270 d&s o crysczenia L.llt ACEWIE OWEEO, nieodporne na alkalia  Odciski palcéw, kurz.
zanurzeniowego i natryskowego; .
. szkla na podczerwien
oparty na KOH, glownie
demulgujacy.
BT . A%, CUINI*, Ge, S, . . .
Do czyszczenia ultradzwigkowego, Zanieczyszczenia z magazynowania,
EC 260 d&s : ) SnS(Cleartran), ZnSe, : AR
zanurzeniowego i natryskowego; AMTIR. CaF mydto wapniowe, odciski palcéw, kurz.
glownie demulgujacy. T
:7(‘ ie alkali polega na iu powierzchni Si. Powinno by¢ to og; poprzez niewielkg ekspozycje na sci ie warstwy Si02.
? Ultradzwigkowe traktowanie luster Al wymaga wyiszych i i ultradzwigkowych i d j mocy ultradzwiel

Czyszczenie przygotowujace do kontroli

pH:12-12,7
Ultradzwigki/ Zanurzenie: 1 - 2%,
Cz. natryskowe: 0,5%, >55°C
pH:9-10
Ultrad#wieki/ Zanurzenie: 1-2%,
Cz. natryskowe: 0,5%, >55°C
pH:7-8

Ultradzwigki/ Zanurzenie: 1-2%,
Cz. natryskowe: 0,5%, >55°C

EC 275 d&s

EC 225 sonic

EC 225 spray

EC 260 d&s

EC290ts
(bez surfaktantéw)

Do czyszczenia  ultradzwickowego,

zanurzeniowego i  natryskowego;
oparty  na KOH, glownie
demulgujacy.

Do czyszczenia ultradzwiekowego,
zanurzeniowego, emulgujacy.

Do czyszczenia natryskowego,
emulgujacy.

Do czyszczenia ultradzwigkowego,
zanurzeniowego i natryskowego;
gléwnie demulgujacy.

Specjalnie do czyszczenia
ultradZzwigkowego, zanurzeniowego i
natryskowego bez surfaktantéw,
glownie demulgujacy.

Nieodporne na alkalia
oprawki i szkta.

Reszty kleju ( nieutwardzony), olej,
tluszcz, zanieczyszczenia z
magazynowania, odciski palcow, kurz.

Réwniez wrazliwe na
oprawki i szkla.

Reszty kleju (nieutwardzony), olej,
thuszez, odciski palcow, kurz.

Roéwniez wrazliwe na
alkalia oprawki i szkla.

Reszty kleju (nieutwardzony), olej,
thuszcz, odciski palcow, kurz.

Bardzo wrazliwe na
alkalia oprawki i szkta.

Reszty kleju (nieutwardzony), mydto
wapniowe, odciski palcéw, kurz.

Umiarkowanie wrazliwe

na alkalia oprawki i szkla, Mydlo wapniowe, odciski palcéw, kurz.

Klejenie, oprawianie, podzespoty
optyczne - montaz wstepny
czyszczonych komponentow.

pH: 12-12,7
Ultradzwigki/ Zanurzenie: 1 - 2%,
Cz. natryskowe: 0,5%, >55°C
pH:9-10
Ultradzwieki/ Zanurzenie: 2 - 10%

pH:9-10
Cz. natryskowe: 1 - 3%, >55°C

pH:7-8

Ultradzwigki/ Zanurzenie: 1- 2%,
Cz. natryskowe: 0,5%, >55°C

pH: ~11
0,5-2%



O nas

Technologia czyszczenia ultradzwigkami - Urzadzenia - Chemia czyszczaca

Doskonate wyniki czyszczenia i produkty wysokiej jakosci
s3 najlepsza miarg naszej dzialalnosci. Za pomoca
szerokiej palety produktéw Elma oferuje rozwigzania w
czyszczeniu optyki precyzyjnej, mikrooptyki i optyki na
podczerwien.

Dzigki technologii ultradzwigkowej jako naszej
podstawowej kompetencji i laboratorium jesteSmy w
stanie pomaga¢ naszym klientom w sposéb kompetentny
i niezawodny, nawet w najtrudniejszych zadaniach
zwiazanych z czyszczeniem. Nasz wysoki standard jakosci
jest realizowany nie tylko w zakresie rozwoju i produkc;ji
urzadzen i systemow czyszczacych, ale takze w serwisie i
wsparciu technicznym.

67’"3 Ultrasonics.Steam.Ultraclean.

Wtasna chemia czyszczaca opracowana w laboratorium
Elmy jest zoptymalizowana do stosowania w optyce.

Swiatowa sie¢ partneréw handlowych gwarantuje wysoka
dostepnos¢ urzadzen i krétki czas reakcji dla wszystkich
produktéw Elmy.

Zrozumienie potrzeb naszych klientow jest podstawa
dobrej i efektywnej wspolpracy, a zaufanie i niezawodnosé
budujg trwate partnerstwo.

Dzigki naszym produktom i ustugom niezawodnie i
kompetentnie chcemy przyczyniaé si¢ do  Panstwa
sukcesow

P.H.U. MEDICAL- Al Pitsudskiego 8- 18-400 Lomza - Tel./Fax + 48 86 218 84 87 - www.elma-polska.pl

Zmiany techniczne i optyczne. zastrzezone- Optyka_DE_06_18





